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成果の概要／後藤康仁 
 

平成 23 年 7 月 6 日(水)～8 日(金)の 3 日間、第 11 回スパッタリングおよびプラズマプロセス

国際シンポジウム(ISSP2011)を京都市の京都リサーチパークにて開催した。この会議は、1991
年に初回を東京で開催したのち、2 年に一度国内で開催している国際シンポジウムである。電

子デバイス製造や金属及びガラスへの皮膜形成などの先端工業技術の一翼を担うスパッタリン

グ技術、プラズマプロセス技術が議論の中心である。産業技術が議論の対象ということもあり、

大学の学生・院生のみならず、企業の若手研究者の国際舞台への入口としてこれら人材の育成

にも力を注いでいる。若手研究者が普段は接する機会の少ない海外の著名な研究者を招聘する

ほか、海外の関連技術メーカの講演をできるだけ口頭発表として取り上げるなど、日ごろ触れ

ることのできない海外の情報の紹介に努めている。また、会議当日配布する予稿集は一般講演

に４ページ、招待講演に６ページを割り当て、各講演の詳細がわかるよう配慮している。この

会議では、カバーする研究分野が広いことから、毎回、トピカルテーマを設けて、その時々の

中心的な話題を定めて議論の核としている。今回のトピカルテーマは「201X 年のスパッタリ

ング技術」とし、この先 10 年を見越したスパッタリング技術、プラズマプロセス技術とその

応用を中心に議論した。 
今回の会議では、初日午前はオープニングセッションとして、地元企業の村田製作所・吉野

幸夫博士による基調講演 ”Microstructure and electrical properties of thin films deposited 
on substrates with different surface conditions by physical vapor deposition”、チェコ・

University of West Bohemia の J. Musil 教授による招待講演 ”High-rate pulse reactive 
magnetron sputtering of oxide nanocomposite coatings” などを中心に、スパッタリングおよ

びプラズマプロセスの最先端技術に関して議論した。午後は、オランダ・Eindhoven University 
of Technology の M. C. M. van de Sanden 教授による招待講演 “High rate remote plasma 
deposition of a-C:H: radical chemistry vs. ion energy” を中心にプラズマプロセスや応用につ

いて議論した。 
2 日目は、今回のトピカルテーマである「201X 年のスパッタリング技術」に関連する講演を

集めた特集セッションとした。チェコ・University of West Bohemia の J. Vlcek 教授による 
“Progress in high-power pulsed magnetron sputtering”、 ベルギー・Ghent University の

D. Depla 教授による”Dual magnetron sputtering of mixed oxides thin films”、ドイツ・

Fraunhofer Institute の P. Frach 博士による  “Control of the energetic substrate 

bombardment in reactive pulse magnetron sputtering to adjust layer properties and to 
minimize layer damage level” などの招待講演を中心に、最近注目されているインパルスを利

用したマグネトロンスパッタリングの物理や効果に関する議論がなされた。また午後後半の南

部健一東北大学名誉教授による招待講演 “Synthetic simulation of plasma formation, target 
erosion, and film deposition in a large magnetron sputtering apparatus” ではプラズマを用



いた成膜の基礎理論が紹介された。 
最終日は、スパッタリングおよびプラズマプロセスの応用の対象である薄膜について議論し

た 。 台 湾 ・ National Cheng Kung University の J.-M. Ting 教 授 に よ る 招 待 講

演  ”Metal-containing diamond like carbons: Self-assembly and Applications”、米国・

Vergason Technology の G. Vergason 氏による招待講演 “A look inside the first 30 years of 
commercial cathodic arc vapor deposition”、韓国・Pusan National University の P. K. Song 
教授による招待講演  “Mechanical and electrical properties of amorphous TCO films 
deposited on polymer substrates using magnetron sputtering - ITO:Ce, ITO:Yb, ITO:Sm, 
IGAO films” など幅広い種類の薄膜に関する議論がなされたが、中でも酸化物薄膜は半導体や

光触媒、太陽電池などの応用が期待され、詳しい議論がなされた。口頭発表は 3 日間で合計 39
件であった。 

初日と 2 日目は午後 5 時から約 2 時間、最終日は午後 3 時から約 2 時間をポスターセッショ

ンに割り当てた。本会議では、その日口頭発表をした講演者もポスター発表し、さらに議論を

深めることにしている。今回もいずれのポスターセッションにおいても活発な議論が展開され

た。ポスター発表件数は口頭発表分を除いて合計 105 件であった。３日間のポスター発表を実

行委員が厳正に審査し、大阪大学・長島一樹氏、セントラル硝子・中西由貴氏、富山大学・山

崎登志成氏・木田隆之氏 にポスター賞が贈られた。また、二日目のポスターセッションでは、

京都の文化を紹介するという意味で、舞妓による京舞も披露され、特に海外からの参加者に科

学技術のみならず日本文化を伝えることもできた。 
3 日間を通しての登録者数は 13 カ国 254 名であり、参加国と参加人数は以下のとおりであ

る。ベルギー(2 名)、チェコ(2 名)、デンマーク(1 名)、ドイツ(6 名)、韓国(9 名)、オランダ(1
名)、シンガポール(1 名)、スウェーデン(4 名)、スイス(1 名)、台湾(49 名)、イギリス(1 名)、ア

メリカ(2 名)、日本(175 名)。国内外から多くの若手研究者の参加を得ることができ、会議は成

功裡のうちに終了した。本会議に提出された論文の中ですぐれたものを 集めて Elsevier 社の

雑誌 Vacuum の特集号として出版することになっている。 
会議開催に当たり、ご援助頂いた京都大学教育研究振興財団に感謝する。また、京舞披露は

財団法人京都文化交流コンベンションビューローの文化プログラム派遣制度による。 


